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Резонансное взаимодействие колебаний плазмы с движением заряженных частиц является мощным фактором, определяющим устойчивость колебаний. В случае неоднородных плазменных течений резонанс наступает при локальном совпадении скорости плазмы с фазовой скоростью колебаний. Точкам резонанса соответствуют особые точки волнового уравнения. Правило обхода Ландау позволяет продолжить решение волнового уравнения через особенность. Если волновое уравнение регулярно в одной из комплексных полуплоскостей  пространственного переменного, то контур обхода особенности может быть отодвинут от особых точек на произвольное расстояние (обобщение правила обхода Ландау). Это обстоятельство часто облегчает анализ волнового уравнения, так как с удалением от особенностей его вид упрощается. Подход, берущий за основу явление резонансного взаимодействия, позволяет создать полную картину колебаний и устойчивости неоднородно движущейся плазмы.  

В настоящей работе с помощью обобщения правила обхода Ландау показано, что при достаточно резком монотонном изменении скорости вращения плазмы по радиусу внутренняя часть цилиндрического плазменного шнура становится устойчивой по отношению к коротковолновым модам Сайдема. Ранее аналогичный результат был получен в [1] для модели плоского слоя плазмы, в которой влияние кривизны моделировалось введением эффективной силы тяжести. Отмечается, что ряд неустойчивостей мод Сайдема неоднородно вращающейся плазмы [2,3] и близких к ним желобковых колебаний [4-7] объединяет то обстоятельство, что при их анализе невозможно использовать правило обхода Ландау (резонанс в экстремуме скорости вращения, резонанс на краю плазмы).
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